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摘要(译)

特别是在气相沉积开口处具有高图案精度的气相沉积掩模在不改变基板
结构的情况下实现。气相沉积掩模包括板构件，设置在板构件的第一表
面处的第一凹形图案，设置在板构件的相对侧的板构件的第二表面处的
第二凹形图案，以及通孔图案设置在第一凹形图案和第二凹形图案的相
交或交叉部分处。通孔图案的形状布置成与第一凹形图案的形状和第二
凹形图案的形状不同。
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